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Фоторезисты представляют собой составы на основе светочувствительных 

полимеров, способных к изменению химических и физических свойств при воздействии 

излучения в ультрафиолетовом спектре. Фоторезисты являются базовым инструментом в 

процессе фотолитографии, являющейся универсальным подходом для селективной 

функционализации поверхности. 

Данная работа направлена на создание фоторезиста на основе полиметакрилатных 

органогелей, способных к фотодеградации даже в отсутствии фотосенсибилизаторов. 

Описанная в литературных источниках точность экспонирования делает данный метод 

подходящим для решения задач селективной химической модификации поверхности стекла 

и других материалов [1]. Полиметакрилатные органогели обладают высокой 

износостойкостью и химической инертностью, что позволит применять их для работы с 

различными растворителями и реагентами. Широкий спектр их параметров регулируется 

строением мономеров и растворителем, что делает данный подход универсальным.  

Проект предполагает разработку первого универсального позитивного фоторезиста 

на основе органогелей. За счет омнифобной поверхности органогелей можно рассматривать 

тенденцию к самоочищению, что уже предполагает увеличение периода использования, а 

также большую стойкость к физическим и химическим воздействиям.  

  

Рисунок 1. Схема синтеза органогеля на примере лаурил- и бутилметакрилатов. 

Мономер Растворитель Глубина эрозии 

Бутилметакрилат Нонанол-1 37 мкм 

Лаурилметакрилат+ 

Метилметакрилат 

Нонанол-1 50 мкм 

Лаурилметакрилат + 

Бутилметакрилат 

Нонанол-1 100 мкм 

Лаурилметакрилат Нонанол-1 232 мкм 

Метилметакрилат Нонанол-1 * 

Таблица 1. Зависимость степени деградации от используемых в реакции мономеров (* - 

глубина эрозии не была существенной. <10 мкм) 

Исходя из вышеуказанного, можно заключить, что был определен состав, дающий в 

результате облучения ультрафиолетом крайне высокий показатель эрозии – 232 мкм. Это 

позволит использовать данный состав для дальнейшей оптимизации и подбора 

оптимальных условий синтеза. 



 

 

 

 

Рисунок 2. А. Органогель после фоторазложения. Б. Стадии получения паттерна  

Фотодеградация органогелей осуществляется путем деструкции углеродных связей 

ковалентно сшитого полимера с образованием линейных полимерных цепей более низкой 

молекулярной массы, подверженных дальнейшему растворению в растворителе. Как 

показывает теория, фотодеградация зависит от пластичности геля. В ходе работы была 

изучена зависимость глубины эрозии, происходящая в результате фотодеградации, от 

длины цепи мономеров. Для этого были получены органогели с различным составом 

мономеров путем радикальной полимеризации в присутствии термоинициатора. Нанесение 

на подготовленную поверхность осуществлялось равномерной подачей прекурсорного 

раствора. Также возможно нанесение с помощью технологии spin-coating. Для получения 

паттерна было произведено ультрафиолетовое облучение раствора, предварительно 

покрытого фотомаской. Полученная пленка была проявлена в растворе бутанола.  

В дальнейшей работе планируется исследовать влияние кросслинкера и 

фотоинициатора на степень эрозии, а также оптимизировать методики модификации 

поверхности для работы с фоторезистом на основе органогелей.  
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